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 Аннотация  
Анализ литературы выявил неоднозначность имеющихся сведений о легирующем действии и влиянии 

добавок как окислительной, так и восстановительной природы на морфологические характеристики, 

полупроводниковые и функциональные свойства пленок PbS. Известно повышение фоточувствительности 

при легировании пленок йодидом аммония NH4I. Однако неизвестно использование окислителя NH4IО3, 

содержащего одновременно йод и кислород, которые, по мнению исследователей, ответственны за фото-

чувствительность. Поэтому для понимания природы фотоответа пленок PbS и его связи с морфологичес-

кими характеристиками и поверхностными соединениями обсуждаемого полупроводника, а также для 

практической реализации полученных результатов при создании высокоэффективных оптоэлектронных 

устройств большой интерес представляет получение пленок путем химического осаждения при участии 

окислителя NH4IО3 и восстановителя NH4I в реакционной смеси.  

Методом химического осаждения получены пленки PbS, PbS(NH4I), PbS(NH4I, NH4IО3) с хорошей 

адгезией к стеклянной подложке толщиной от 250 до 490 нм. Исследованы их состав, морфология и фото-

чувствительные свойства. ИК спектроскопией установлено присутствие на поверхности пленок примесных 

фаз оксида свинца PbO и цианамида свинца PbCN2. Выявлен синергетический эффект повышения фото-

ответа пленок PbS, синтезированных в присутствии комбинированной добавки NH4I и NH4IО3, который 

обусловлен образованием на поверхности кристаллитов оптически активной фазы пентаоксида дийода I2O5 

и цианамида свинца PbCN2. 
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